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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego TST/2018/02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotyczy zadania pn.

„Dostawa walizki próżniowej i uchwytu dla procesu PVD”
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „ Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (umowa o dofinansowanie nr 1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2017r.)
Przedmiot umowy nabywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W związku z powyższym dostarczony sprzęt nie może zawierać jakichkolwiek ograniczeń związanych z zawodowym wykorzystywaniem. 

Zakres i sposób użytkowania nie może być ograniczany poprzez żądanie spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań, ponoszenia jakichkolwiek opłat poza wynagrodzeniem będącym przedmiotem niniejszej umowy, w tym opłat licencyjnych, autoryzacyjnych, abonamentów itp.. 
Zamawiający musi mieć prawo do swobodnego, nieograniczonego korzystania z przedmiotów objętych niniejszym zapytaniem, w tym bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych szkoleń pracowniczych czy o charakterze jednorazowym czy też cyklicznym.

Część I

Walizka próżniowa- 1 szt.

Wymagane parametry techniczne: 

Walizka próżniowa pojemnik służący do przechowywania i transportowania próbek wrażliwych na zanieczyszczenia oraz na wpływ wilgoci, tlenu lub innych gazów. Walizka powinno pozwalać na przechowywanie próbek zarówno w atmosferze gazu intratnego ( np.: azot) jak i w atmosferze                      o obniżonym ciśnieniu. Dodatkowo pojemnik powinien być wyposażony  w holdery do mocowania próbek niezbędne w transporcie i przechowywaniu.

	Parametr 
	Zakres/ specyfikacja

	Wymiary zewnętrzne: 


	≥ 21 x 110 x 100 mm 



	Wymiary wewnętrzne: 


	≥  200 x 90 x 80 mm 



	 Objętość: 


	≥ 1,5L

	Zawór  wejściowy 


	Tak (co najmniej jeden)

	Zawór wyjściowy
	Tak (co najmniej jeden)

	Maksymalne ciśnienie 


	 ≥ 1.5 bar / 0.15 Mpa / 150 kPa 



	Kompatybilny z gazem N2
	Tak

	Kompatybilny z gazem Ar2
	Tak

	Kompatybilny z gazem CO2
	Tak, 

	Wężyk do pompowania 
	Tak

	Stolik do mocowania próbek
	Aluminiowy h≥10 cm


Część II

Uchwyty dla procesu PVD - 1 szt. 

Wymagane parametry techniczne:
Uchwyt przystosowany do umieszczenia w komorze reakcyjnej w procesie PVD niezbędny do przymocowania podłoży, na których wytwarzane będą warstwy półprzewodnikowe, metaliczne oraz dielektryczne. Uchwyt musi dawać możliwość bezpiecznego przymocowania wielu podłoży w jednym procesie 

	Parametr 
	Zakres/ specyfikacja

	Wymiary zewnętrzne: 


	Fi= 6 in

	Wymiary wewnętrzne: 


	Fi 1,07 in

	Płyta podłoża 
	14 X 1" X 1"

	Ilość mocowań 
	≥1

	Dopasowanie mocowania płyty
	PVD MiniSpectros

	GŁOWICA PŁASKA
	Wentylowana 

	WKRĘT
	≥10-32 X 1/2",

	praca w obniżonym ciśnieniu 
	Tak do 10-8mTorr

	Praca w zmiennej temperaturze 
	Tak , RT, ≤+300°C
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